
JP 2011-187881 A5 2013.3.21

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年3月21日(2013.3.21)

【公開番号】特開2011-187881(P2011-187881A)
【公開日】平成23年9月22日(2011.9.22)
【年通号数】公開・登録公報2011-038
【出願番号】特願2010-54408(P2010-54408)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０５Ｈ   1/46     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０１Ｇ
   Ｈ０５Ｈ   1/46    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０１Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成25年1月31日(2013.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理材をプラズマ処理する真空処理室と、内側に配置された第一の電極と外側に配置
された第二の電極とを有する静電吸着装置を具備し、前記吸着装置により前記被処理材を
表面に静電吸着させる基板電極と、前記第一の電極に直流電圧を印加する第一の直流電源
と、前記第二の電極に直流電圧を印加する第二の直流電源と、前記基板電極に高周波電力
を供給する高周波電源と、前記真空処理室内にプラズマを生成するプラズマ生成手段とを
備えるプラズマ処理装置において、
  前記第一の電極を流れる第一のリーク電流を検出する第一のリーク電流検出手段と、
  前記第二の電極を流れる第二のリーク電流を検出する第二のリーク電流検出手段と、
  前記第一のリーク電流検出手段により検出された第一の電流と前記第二のリーク電流検
出手段により検出された第二の電流の差が所定の範囲内となるように、前記第一の直流電
源と第二の直流電源を制御する制御部とを備えることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項２】
　被処理材をプラズマ処理する真空処理室と、内側に配置された第一の電極と外側に配置
された第二の電極とを有する静電吸着装置を具備し、前記吸着装置により前記被処理材を
表面に静電吸着させる基板電極と、前記第一の電極に第一の直流電圧を印加し、前記第二
の電極に第二の直流電圧を印加する直流電源と、前記基板電極に高周波電力を供給する高
周波電源と、前記真空処理室内にプラズマを生成するプラズマ生成手段とを備えるプラズ
マ処理装置において、
  前記第一の電極を流れる第一のリーク電流を検出する第一のリーク電流検出手段と、
  前記第二の電極を流れる第二のリーク電流を検出する第二のリーク電流検出手段と、
  前記第一のリーク電流検出手段により検出された第一の電流と前記第二のリーク電流検
出手段により検出された第二の電流の差が所定の範囲内となるように、前記直流電源を制
御する制御部とを備えることを特徴とするプラズマ処理装置。
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【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のプラズマ処理装置において、
  前記所定の範囲は、±０．７ｍＡ以内であることを特徴とするプラズマ処理装置。
【請求項４】
　請求項１記載のプラズマ処理装置において、
  前記制御部は、前記第一の電極に印加された直流電圧と前記第二の電極に印加された直
流電圧との差が、予め求められた、前記被処理材の電位と前記第一の電極の電位との差の
２倍となるように前記第一の直流電源と前記第二の直流電源を制御し、前記被処理材の電
位と前記第一の電極の電位との差は、前記第一のリーク電流と前記第二のリーク電流の差
が０の場合に前記被処理材の所望な静電吸着を可能とする電位差であることを特徴とする
プラズマ処理装置。
【請求項５】
　被処理材をプラズマ処理する真空処理室と、内側に配置された第一の電極と外側に配置
された第二の電極とを有する静電吸着装置を具備し、前記吸着装置により前記被処理材を
表面に静電吸着させる基板電極と、前記第一の電極に直流電圧を印加する第一の直流電源
と、前記第二の電極に直流電圧を印加する第二の直流電源と、前記基板電極に高周波電力
を供給する高周波電源と、前記真空処理室内にプラズマを生成するプラズマ生成手段とを
備えるプラズマ処理装置を用いて前記被処理材をプラズマ処理するプラズマ処理方法にお
いて、
  前記第一の電極を流れる第一のリーク電流を検出し、
  前記第二の電極を流れる第二のリーク電流を検出し、
  前記検出された第一のリーク電流と前記検出された第二のリーク電流の差が所定の範囲
内となるように、前記第一の直流電源と第二の直流電源を制御することを特徴とするプラ
ズマ処理方法。
【請求項６】
　被処理材をプラズマ処理する真空処理室と、内側に配置された第一の電極と外側に配置
された第二の電極とを有する静電吸着装置を具備し、前記吸着装置により前記被処理材を
表面に静電吸着させる基板電極と、前記第一の電極に第一の直流電圧を印加し、前記第二
の電極に第二の直流電圧を印加する直流電源と、前記基板電極に高周波電力を供給する高
周波電源と、前記真空処理室内にプラズマを生成するプラズマ生成手段とを備えるプラズ
マ処理装置を用いて前記被処理材をプラズマ処理するプラズマ処理方法において、
  前記第一の電極を流れる第一のリーク電流を検出し、
  前記第二の電極を流れる第二のリーク電流を検出し、
  前記検出された第一のリーク電流と前記検出された第二のリーク電流の差が所定の範囲
内となるように、前記直流電源を制御することを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載のプラズマ処理装置において、
  前記所定の範囲は、±０．７ｍＡ以内であることを特徴とするプラズマ処理方法。
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